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문 의
특허심사3국

금속심사팀

과 장 김용일 042-481-5963

사무관 최종운 042-481-3498

2016년 10월 19일(수) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다.

인터넷매체는 10월 18일(화) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.

미량의 원소까지도 놓치지 마라!

- 이차방사선에 의한 재료분석 기술의 국내 특허출원 5배 증가 -

# 인간의 건강 진단, 제품의 신뢰성 확인 여부에 관심이 늘어가고

있다. 이에 미량만 있더라도 그 원소를 정확하게 분석할 수 있는

기술 개발에 국내 연구진들이 박차를 가하며 이차방사선*에 의한

재료분석 기술의 국내 특허출원이 5년 전에 비해 5배 증가한

것으로 조사됐다.

* 분석하고자 하는 물질(시료)에 일차방사선을 조사하면, 물질은 일차방사선

에너지의 일부를 흡수해 함유 원소가 여기 상태로 된다. 이 때 이차적으로

방출되는 원소 특유의 방사선을 이차방사선이라고 한다.

□ 특허청(청장 최동규)에 따르면, 최근 5년간 이차방사선에 의한 재료

분석의 국내 특허출원은 총 150건으로 2011년 10건, 2012년 20건,

2013년 32건, 2014년 38건이었고 매년 꾸준히 증가해 2015년에는

50건에 달한 것으로 나타났다.

ㅇ 최근 종양의 진단, 예술품의 진위 판별, 용접 및 코팅의 품질 검사,

토양 오염물질 분석 등을 위한 재료분석 기술의 중요성이 부각되고

있다. 이를 위한 장치 및 분석방법에 대한 기술개발이 산업계 및 학

계에 계속적으로 요구되고 있다. 이를 반영하듯 이차방사선에 의한

재료분석 기술의 국내 특허출원이 급증한 것으로 분석된다.
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□ 분석 기술별 출원 현황

ㅇ 대표적인 이차방사선에 의한 재료분석 기술로는 형광 X선을 이용한

분석 기술과 전자 또는 이온빔을 이용한 분석 기술이 알려져 있다

- 두 종류의 기술은 최근 5년간(11‘~15’년) 특허출원된 이차방사선에

의한 재료분석 기술의 전체 150건 중에서 88%(132건)를 차지할 정

도로 중점적인 연구개발이 이뤄지고 있다.

ㅇ 이 중에서 형광 X선을 이용한 분석 기술에 관한 출원은 약 45%(150건

중 67건)이다. 이어서 전자 또는 이온빔을 이용한 분석 기술에 관한

출원은 약 43%(150건 중 65건)의 출원 비율을 보이고 있다.

□ 출원인 기준별 출원 현황

ㅇ 출원인을 기준으로 조사했을 때는, 외국인에 비해 내국인의 특허출

원이 상대적으로 많은 것(약 61%, 150건 중 92건)으로 나타났다.

- 특히 내국인 출원의 약 61%(92건 중 56건)가 기업에서 출원한 것으로

나타나 기업이 국내 이차방사선에 의한 재료분석 기술에 대한 연구를

주도적으로 이끌고 있는 것으로 조사됐다.

ㅇ 내국인 출원 중 특허출원 비중이 가장 높은 기업 특허출원은 2011년

대비 2015년에 10배나 증가한 것으로 나타났고, 대학·공공(연)의 특허

출원은 같은 기간에 2배가 조금 넘게 증가했다.

ㅇ 아울러 내국인과 외국인의 특허출원은 모두 2011년 대비 2015년에

5배 증가한 것으로 나타나 이차방사선에 의한 재료분석 기술 개발에

대한 중요성이 국내외적으로 부각되고 있는 것으로 보인다.

□ 특허청 관계자는 “이차방사선에 의한 재료분석 기술에 대한 국내

연구자들의 활발한 특허 출원은 다양한 분야에서 문제를 규명하고

예측하는데 있어서 크게 공헌할 수 있을 것이며, 이차방사선에 의

한 재료분석 기술의 발전을 추구하기 위해서는 꾸준한 기술개발과 더

불어 전략적인 특허시장 선점이 필요하다.”고 하였다.
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[붙임] 이차방사선에 의한 재료분석 기술 국내 특허출원 동향

□ 2011~2015년 간 국내 특허출원 동향(기술 종류 별)

구 분 특허출원 건수

출원년도 ‘11년 ‘12년 ‘13년 ‘14년 ‘15년 합계

전체 10 20 32 38 50 150

기술

종류

형광 X선 5 7 13 18 24 67

전자/이온빔 2 12 15 17 19 65

기타 3 1 4 3 7 18

< 기술별 비율 >
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□ 2011~2015년 간 국내 특허출원 동향(출원인 국적 별)

구 분 특허출원 건수

출원년도 ‘11년 ‘12년 ‘13년 ‘14년 ‘15년 합계

전체 10 20 32 38 50 150

출원인

국적

내국인 6 12 21 23 30 92

외국인 4 8 11 15 20 58

< 출원인 국적별 비율 >

□ 2011~2015년 간 국내 특허출원 동향(출원인 유형 별)

구 분 특허출원 건수

출원년도 ‘11년 ‘12년 ‘13년 ‘14년 ‘15년 합계

전체 10 20 32 38 50 150

출원인

유형

기업 2 7 13 14 20 56

대학·공공(연) 4 5 8 9 9 35

비영리법인 　- 　- -　 -　 1 1

외국법인 4 8 11 15 20 58

< 출원인 유형별 비율 >


